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Controlled Light-Matter Coupling for a Single Quantum Dot Embedded in a Pillar

Microcavity Using Far-Field Optical Lithography
Dousse et al., PRL 101, 267404 (2008)
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Controlling Spontaneous Emission with Plasmonic Optical Patch Antennas

Belacel et al., Nano Lett. 13, 1516 (2013)
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- Exploiter les propriétés photomécaniques
des azo-matériaux

- Ultiliser les techniques de microscopie
a sonde locale
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- Exploiter les propriétés photomécaniques
des azo-matériaux

- Utiliser les techniques de microscopie
a sonde locale
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- Photo-structurer des empilements
métal / diélectrique

- Controler la photostructuration locale /
contrller la position des nano-émetteurs

- Exploiter les propriétés photomécaniques
des azo-matériaux

- Utiliser les techniques de microscopie
a sonde locale
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Photo-structuration optique d’empilements métal / diélectrique
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Plasmons dans les empilements métal / diélectrique nano-structurés
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Plasmons dans les empilements métal / diélectrique nano-structurés
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Plasmons dans les empilements meétal / diélectrique nano-structurés
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Plasmons dans les empilements meétal / diélectrique nano-structurés
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Conclusion

- Nano-structuration d’empilements métal / diélectrique

en champ lointain — a grande échelle
en champ proche — a I'échelle locale

- Controle des propriétés plasmoniques du motif

- Controle du deplacement de nano-particules sur une surface

La suite
- Détection de la luminescence de nano-émetteurs en champ proche

- Structuration d’'une cavité plasmonique autour d’'un nano-eémetteurs
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